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摘要(译)

提供一种阵列基板，其制造方法和显示装置。阵列基板包括第一电极（ 
12 ），第二电极（ 15 ）;位于第一电极（ 12 ）和第二电极（ 15 ）之间
的发光功能层（ 13 ）;和有机平面层（ 14 ）。第一电极（ 12 ）形成在
有机平面层上（ 14 ）。第一电极（ 12 ）包括金属电极或金属合金电
极。在有机平面层（ 14 ）和第一电极（ 12 ）之间进一步形成氧化物导
电层（ 16 ）。
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